Anhang 54

Herstellung von Halbleiterbauelementen

(Fundstelle des Originaltextes: BGBI. I 2004, 1179 - 1180)

A Anwendungsbereich

(1) Dieser Anhang gilt fiir Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der
Herstellung von Halbleiterbauelementen und Solarzellen einschlieSlich der zugehérigen Vor-,
Zwischen- und Nachbehandlung stammt.

(2) Dieser Anhang gilt nicht fiir Abwasser aus indirekten Kiihlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung einschliefllich Retentaten aus der Reinstwasseraufbereitung durch
Membranverfahren.

B Allgemeine Anforderungen

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Priifung der Verhéltnisse im
Einzelfall durch folgende Maflnahmen moglich ist:

1. Einsatz Wasser sparender Spiiltechnik (z.B. getaktete Spiilung, Tauchspritzspiiltechnik,
Leitfahigkeitsweiche),

2. Mehrfachnutzung geeigneter Spiilwasser nach Aufbereitung mittels Verfahren wie
Kreislauffiihrung iiber Ionenaustauscher, Membrantechnik,

3. Mehrfachnutzung geeigneter Spiilwasser durch Weiterverwendung auch in anderen
Bereichen, z.B. als Kiihl- oder Brauchwasser zur Dampferzeugung, in Riickkiihlwerken, in
Galvaniken, Leiterplattenfertigung,

4. Kreislauffilhrung von Abluftwaschwasser,

5. Weiterverwenden oder Abgabe von Prozessbddern (z.B. Sduren, organische
Losungsmittel) zur Verwertung.

C Anforderungen an das Abwasser fiir die Einleitungsstelle

An das Abwasser wird fiir die Einleitungsstelle in das Gewdsser eine Anforderung fiir die

Giftigkeit gegentiiber Fischeiern von G(tief)Ei = 2 gestellt.

D Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen



gestellt:

I I Qualifizierte Stichprobe oder I

I
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I
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I Benzol und Derivate I 0,05 I -

I

E Anforderungen an das Abwasser fiir den Ort des Anfalls

(1) Das Abwasser aus Reinigungsprozessen darf am Ort des Anfalls nur diejenigen
halogenierten Losemittel enthalten, die nach der Zweiten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils giiltigen Fassung eingesetzt werden diirfen.
Diese Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass nur
zugelassene halogenierte Losemittel eingesetzt werden. Im Ubrigen ist fiir LHKW (Summe aus
Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan - gerechnet als Chlor) ein
Wert von 0,1 mg/] in der Stichprobe einzuhalten.

(2) Unbeschadet der Anforderungen nach Absatz 1 sind im Abwasser aus galvanischen
Prozessen folgende Werte einzuhalten:

I I Stichprobe

I

I I mg/1

I

I e I
I Blei I 0,5

I
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I Chrom, gesamt I 0,5

I

I e R T I
I Chrom VI I 0,1



I Cyanid, leicht freisetzbar I 0,2

Fiir Chrom VI und Cyanid, leicht freisetzbar, diirfen die Werte nicht iiberschritten werden; § 6
Abs. 1 findet keine Anwendung. Ethylendiamintetraessigsdure (EDTA) und ihre Salze diirfen
im Abwasser nicht enthalten sein.

(3) Fiir arsenhaltiges Abwasser aus der Herstellung von Galliumarsenid-
Halbleiterbauelementen ist ein Wert von 0,3 mg/l Arsen in der Stichprobe einzuhalten.

(4) Fiir cadmium- und selenhaltiges Abwasser ist ein Wert von 0,2 mg/l Cadmium und 1 mg/1
Selen in der Stichprobe einzuhalten.



